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EXPEDIENTE: MODELO DE UTILIDAD

Titular: D, JUAN AIMORIN NAVARRETE

Nacionalidad: Espafiola

Domicilio: g/, Gisneros, n® 22 - ALCOY (Alicante)
Objeto: “ESTRUCTURA MEJORADA PARA CLISES DE FOTOPOLI-

MERO"™
Prioridad: -

MEMORIA DESCRIPTIVA

En el cuerpo de ia presente Memoria Descriptiva
¥y con la gyuda del plano adjunto, vamos a describir la eg
tructura, asi como los beneficios que se derivan de’ '.E[a -
misma para la confeceién de un clisé€ de fotopol:tm;'r';:con
capacidad para adaptarse a las irregularidades dei. :';:‘a'rtén
ondulado, en el campo de impresién de este ma.teri';.l:',. y -
que también facilita una mgyor velocidad en la impresién
de polietileno o de papel en médquinas flexogréficas, y cu
ya estructura constituye una novedad asi como de probada
utilidad, por lo que merece que se otorgue a su titular -

el privilegio de su exclusiva explotacién industrial y co
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mercial, que se concede al amparo del vigente Estatuto-Ley

de FPropiedad Industrial.

los clisés utilizados estaban formados en su integridad de
fotopolimero o bien fotopolimero con una base de caucho, -
teniendo, entre este caucho y el fotopolimero un tejido in
tercalado. Ahora bien esta estructura tiene como principal
inconveniente el no ser compresible y por consiguiente no

poder imprimir a altas velocidades, debido a gue el clisé

no recupera en su rigidez lo necesario, para poder mante—-—
ner la velocidad de impresién, y en el campo de la impre—-—
8ibén en cartén ondulado, en el que no es precisa la veloci
dad, el problema surge cuando en el cartém se hallan mareca

das las crestas del ondulado, por cuanto la calidad de im-

presién es defectuosa, teniendo para compensar, que ‘dar un

exceso de presién que salve y evite las irregularihades -

del cartén en bheneficio de la mejor impresién, pero con -

ello se acorta lg vida del clisé al tener una mayor erosién

La estructura mejorada que se ofrece consigte en

que el cliséd, teniendo como base del mismo exclusivamente

el poliester se obtiene asf un ahorro de maxerial,&ﬁhirieg

do al clisé un material compresible que bien puede:é?% un
caucho wnicelular o material similar. Dicho material incor
pora un adhesivo que se adhiere al poliester de la base -
del clisé, de lo que resulta un clisé formado por fotopoli
mero poliester y un material compresible.

Para mejor comprengién de las manifestaciones -

que anteceden, se ha estimado oportuna la incorporacién de

En los campos de impresién anteriormente citaﬂos%
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una ldmina de dibujos, en la que se muestra un ejemplo =
préctico de la nueva estructura para este tipo de clisé,
con la natural advertenciﬁ de que estos dibujos tienen s9
lamente cardeter ilustrativo y nunca podrén ser estimados
o considerados con cardcter restrictivo.

La expresada 14mina de dibujos nos muestra en -
la figura 18 une seccién de la nueva estructura del clisé
que se reivindica en nuestro Modelo, siendo la figura 28
otra vista en seccibn de otro clisé de idéntica estructu-
ra pero referido en este caso a un clisé para un trazo pe
quefio tal como signos de puntuacién, puntos suspensivos o
simplemente {trazos pequefios.

Haciendo referencia a2 las precitadas figures, -
sefialamos las partes integrantes de esta nueva estfugyura
con las siguientes acotaciones: -1- es la parte eé'féiie-
ve del clisé de fotopolimero, el cual estd unido ﬁé&ihnte
una leve capa de poliester =2- g la capa -3- de meterial
compresible del grosor adecuado, para que la compféé%ﬁn Yy
distensién del cligé cuando se lleve a efecto la impre--
sién, gea lo més rédpida posible. | e

BEn los distintos gruesos de c¢lisés la eé%i&étup

® Seqo

ra serla siempre la misma y sélo serfan susceptiblea-de -
variacién el grueso de la capa de material compreéﬁgée, -
esi como el relieve del fotopolimero, para obtener un re-
lieve apropiado y suficiente para que la impresién fuera
6ptima y de absoluta nitidez.

Naturalmente, y ahora nos referimos al ejemplo

de la figura 28, cuando el cligé tenga que reproducir pe-
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quefios puntos tales como los gignos de puntuacién o tra-

208 pequefios, el clisé de fotopolimero -1- tendrfa su ex
tremo superior -4- légicamente de las dimensiones apro—-—
piadas para su pequefle superficie de impresién, pero es-
te punto sobresaliente tendris inmediatamente debajo el
sector regruesado del fotopolfmero -1-, con lo que la de
bilided del punto o parte realzada se verig respaldada -
por una mayor base de fotopolimero, con lo que ofreceris
las mismas garantias de reaccién y de impresién nitida -
que si se tratara de la estructura mostrada en la figura
18,

Légicamente la nagturaleza del clisé que hemos
descrito supone un notable ahorro de material de fotopo-
1fmero, puesto que la base incorporads, shora, de: mgfe—-
rial compresible evita un mayor consumo de aquel material
Yy por consiguiente también una notable economia en su fa
bricacién. ceedts

Suficientemente deseritas las caracteristicas
de esta nueva estructura, asf como las ventajas deriya--
das de su aplicacién en el campo de la impresién,‘.gélo -

...

nos resta manifestar que serén variables las circivintan-

cias de materiales y grosores de las diferentes o?éé%. -
que en todo momento serén apropiadas y edecuadas para la
naturaleza de la impresién a realizar, todo ello siempre
y cuendo estas posibles modificaciones no afecten a su -

esencialidad que se resume en la siguiente




95

100

105

=5

NOT
===

h

Los puntos que se reivindican en el presente Mo
delo de Utilidad, son:
12.- Estructura mejorada para clisés de fotopo~

limero, que se Earacteriza porque este clisé queda monta-
do, mediando wna caps de poliester unida a la base del -
clisé, a una capa de material compresible tal como un cau
cho unicelular o material similar que tenga la necesaria
capacidad de reaccién para aumentar la velocidad de impre
sién y la reaccién del clisé para que su impresién sea 6ép
timamente nitida. Y

292,.~ “ESTRUCTURA MEJORADA PARA CLISES DE FOTOPQ
LIMERO™, de conformidad en um todo en lo esencial y fines
industriales a lo descrito en la precedente MbmoriénfDes—
eriptiva, y gréfiéamente representado en las figuraes-.del

plano adjunto para su mejor comprensién.
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Esta Memoria consta de SEIS hojas, escritas o

mecanografiadas por una Sola cara y & doble espacio en
109 lineas,

Valencig, a 21/de Enero de 1.985

Por autorizacifn del interesado.
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